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Испарительная литография является важной технологией для получения структури-
рованных поверхностей [1]. Наиболее интенсивные исследования проводятся в области
изучения самосборки нано- и микрочастиц в испаряющихся на твёрдом горизонтальном
основании каплях. особый интерес представляет случай, когда испарение регулируется
размещённым над каплей шаблоном [2].

На основе моделей [3, 4], в в рамках которых были проведены расчёты перераспреде-
ления частиц в испаряющейся на горизонтальном основании капле в случае зависимости
плотности потока пара только от расстояния от центра капли, мы разработали модель,
которая учитывает зависимость плотности потока пара и от угловой переменной.

Для тонких капель, у которых отношение высоты капли в центре к радиусу её осно-
вания ε� 1, можно использовать усреднённые по высоте скорости. Уравнение переноса
растворителя в безразмерных величинах имеет вид ∂l

∂τ
+ div (lu) = −2εj. Уравнение пе-

реноса взвешенных частиц в безразмерных величинах имеет вид

∂c
∂τ

+ u grad c =
2εcj
l

+
1

lPe
∆(cl).

Здесь x — координата, τ — время, l — уравнение свободной поверхности капли, u —
скорость, c — концентрация, j — плотность потока пара, Pe — число Пекле.

Расчёты подтвердили, что скорость жидкости направлена в области с высоким испа-
рением (под отверстиями в шаблоне), что приводит к нарастанию концентрации взве-
шенных в жидкости частиц именно в этих областях.
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